以空氣電漿及反應離子蝕刻製作鑽石微結構之研究 
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鑽石具有極佳的物理特性與化學特性如:高硬度、低摩擦係數、高熱傳導係數、良好的機械強度、高光學穿透性。這些特性具有潛力應用於電子元件、光學元件及抗腐蝕鍍膜上。近年來以化學氣相沉基法製作多晶鑽石膜已成為成熟且廣泛的合成技術。本篇研究不只說明使用常壓空氣電漿(APAP)及反應離子蝕刻(RIE)製作鑽石微結構之機制，並且將鑽石微結構應用在熱化學拋光及奈米壓印上。本論文分別以掃描式電子顯微鏡(Scanning electron microscope)、拉曼頻譜儀(micro-Raman spectroscopy)、表面粗度儀(alpha-step)來檢測表面形貌及分析組成物。藉由分析結果發現微結構可成功結合熱化學拋光上，並且微結構具有應用於奈米壓印之潛力。

